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１．概要（Summary ）： 

可撓性にすぐれる樹脂系基板材料の微細加工方法

を実現することは、バイオテクノロジー分野における

研究開発に大きなインパクトを与えるところである。

今回、予めインプリント法により立体加工形成された

Poly-Carbonate 基板（ＰＣ基板）に対し、ワーキン

グ距離が大きく焦点深度性にすぐれるマスクレス露

光装置を用いたパターン形成を検討した。 

 

２．実験（Experimental）： 

インプリント法を用いて立体構造が形成されてい

るＰＣ基板に対し、高速マスクレス露光装置／D-light 

DL-1000GS を用いてパターン露光を実施した。7 

m円柱で囲まれる約40 m径領域の中央に、＝2m

の開口パターン形成を試みた。通常のスピンコーター

塗布レジストへの露光の場合、基板上の立体構造の影

響によりレジスト厚の制御が困難であったため、スプ

レーコーティングによりレジスト塗布されたＰＣ基

板を投入した。 

 露光パラメーターは Dose 量とフォーカスポイン

トである。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

Fig. 1には、代表的な露光結果の顕微鏡写真を示す。

基板上で平坦性に優れる領域では＝2m のパターン

露光が実現出来ているが、立体構造が形成されている

領域では往々にして基板の平坦性が悪く、生じている

変形の為に露光フォーカスを取ることが出来なかっ

た。また、この変形は基板試料毎に固有であるため、

統一的な条件の確定には至らなかった。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Optical microscope photograph of =2 m  

pattern on PC substrate. 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

ＰＣ基板等の安価な基板材料の微細加工技術とし

て、フォトリソグラフィー＋エッチングを用いること

は、生産段階でのコスト低減化を考えた際には魅力的

な技術である。しかしながら、その可撓性の影響を吸

収出来るような露光法を工夫する必要がある。 

 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 
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